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Sposéb zaptonu plazmotronu indukcyjnego oraz urzadzenie
do stosowania tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b zaplonu
plazmotronu indukcyjnego oraz urzadzenie do sto-
sowania tego sposobu.

Znans dotychczas sposoby zaplonu plazmotro-
néw indukcyjnych polegaja miedzy innymi na
wykorzystaniu do tego celu plazmy wytworzo-
nej przez pomocnicze zr6dlo, na zastosowaniu
transformatora Tesli lub. wreszcie na wywotaniu
samozaplonu plazmotronu przez obnizenie ciénienia
w jego komorze roboczej do wartosci rzedu kilku
tor6w. W praktyce wymienione sposoby nie zna-
lazly jednak szerszego zastosowania na skutek
niedogodno$ci, spowodowanych konieczno$cig uzy-
cia kosztownej aparatury pomocniczej, wystepo-
waniem niebezpieczenstwa uszkodzenia komory
plazmotronu, albo jak w ostatnim przypadku wy-
maganiami préznoszczelnoSci w odniesieniu do
konstrukeji plazmotronu.

Z tych wzgledow powszechnie stosowany jest
spos6b zaplonu wykorzystujacy zjawisko termicz-
nej jonizacji gazu, przy czym jako gaz zaplono-
wy stosowany jest argon, charakteryzujgcy sie
- niskim potencjalem jonizacji. Spos6éb ten polega
na wprowadzeniu do komory roboczej plazmo-
tronu indukcyjnego grafitowego Ilub wolframo-
wego preta i nagrzaniu go w polu elektromagne-
tycznym, wytwarzanym przez wzbudnik, do wy-
sokiej temperatury. Argon, ktéry oplywa roz-
grzany pret ulega jonizacji termicznej, a w jej
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wyniku nastepuje przebicie elektryczne gazu i
powstanie wyladowania plazmowego.

Jednakze i ten ostatni sposéb zaplonu wyka-
zuje kilka zasadniczych niedogodno$ci. Przede
wszystkim, aby zaplon mégl nastapié, niezbedne
jest bardzo znaczne zmniejszenie natezenia prze-
plywu argonu w stosunku do przeplywu nomi-
nalnego.

Rownocze$nie wymagane sg przy zaplonie wy-
sokie warto§ci amperozwojow wzbudnika, co wy-
nika z jednej strony z konieczno$ci intensywne-
go nagrzewania preta, a z drugiej — z koniecz-
no$ci wytworzenia dostatecznie silnego pola dla
przebicia elektrycznego gazu. W rezultacie moc
poczatkowa tworzacej sie plazmy jest duza, co
przy ostabionym wirze gazowym, spowodowanym
malym wydatkiem gazu, stwarza realne niebez-
pieczenstwo uszkodzenia komory roboczej plazmo-
tronu, ktérej Scianki wykonane sg z kwarcu. Do-
datkowg niedogodnoscig tego sposobu jest wpro-
wadzen’e zanieczyszczen komory przez rozgrzany
do wysokiej temperatury pret grafitowy lub z
innego materiatu, przy czym zanieczyszczenia te
sg tym wieksze, im dluzszy jest czas potrzebny
do uzyskania zaplonu.

Celem wynalazku jest usuniecie wad, jakie
wystepuja przy stosowaniu omoéwionego wyzej
sposobu zaptonu.

Cel ten osiggniety zostal dzieki temu, ze elek-
trodg zaplonowg wprowadzang podobnie jak w
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znanym sposobie do komory roboczej plazmotro-
nu od strony wylotu komory i nagrzewang in-
dukcyjnie do wysokiej temperatury, podlgcza sie
do zZrédla napiecia wielkiej czestotliwosci, przez co
wytwarza sie miedzy elektrodg i wzbudnikiem
pole elektryczne wielkiej czestotliwo$ci o zagesz-
czeniu linii pola wystepujagcym w poblizu czubka
elektrody.

Wedtug wynalazku elektroda zaplonowa w po-
staci preta z materialu bedgcego przewodnikiem
lub pélprzewodnikiem elektrycznym, umocowa-
nego w- rekojesci . izolacyjnej, jest podlgczona
do Zrédla napiecia wielkiej czestotliwo$ci, przy
czym jako zrédlo napiecia stuzy generator za-
silajacy wzbudnik. W najprostszym przypadku
jako zacisk przylgczeniowy elektrody moze byé
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wykorzystany nieuziemiony =zacisk przylgczenio- ‘

wy wzbudnika. Dla ograniczenia pradu, plyng-
cego przez elektrode, niekiedy podlacza sie ja
nie wprost, ale poprzez szeregowo wilgezony- kon-
densator o odpowiednio dobranej pojemnosci.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania pokazanym na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia konstrukcje elektrody
zaplonowej w przekroju podluznym, fig. 2 sche-
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mat podigczenia elektrody do generatora wiel-

kiej czestotliwosci, a fig. 3 schemat uktadu ste-
rujgcego przeplywem gazu przez plazmotron.
Elektroda zaplonowa 3,.wykonana jest np. z pre-
ta wolframowego posiadajgcego stozkowe zakon-
czenie. Pret ten jest umocowany w tulei metalo-
wej 5, do ktérej wlutowany jest przewéd pra-
dowy 7 kabla wysokonapigciowego 8. Rekojesé 6,
wykonana z materialu, bedgcego dobrym izola-
torem elektrycznym ma za zadanie odizolowanie
obslugujacego od elementéw znajdujacych sie
pod napieciem wzgledem ziemi.

Korzystnie jest je§li elektroda zaplonowa 3
jest wyposazona w oslone, zapobiegajacg podsy-
saniu powietrza z otoczenia do komecry robo-
czej 1 podczas zaplonu. Role tg spelnia w oma-
wianym przyktadzie plytka 4, wykonana z ma-
terialu odpornego na wysoka temperature i be-
dacego jednocze$nie izolatorem elektrycznym.
Plytka 4 spelnia réwniez dodatkowsg role, pole-
gajaca na ostonieciu reki obstugujacego od stru-
mienia ‘plazmy w momencie, kiedy obslugujacy
wycofuje elektrode 3 z komory roboczej 1, po
uzyskaniu zaplonu.

Dla dokonania zaplonu, elektrode 3 podigcza
sie kablem 8 do tego z dwéch zacisk6w wyjscio-
wych generatora 9, sluzacego do podlgczenia
wzbudnika 2, ktéry znajduje sie pod napieciem
wzgledem ziemi. Nastepnie wprowadza sie elek-
trode 3 do komory roboczej 1 plazmotronu 10,
przy czym wskazane jest aby stozkowe zakoh-
czenie elektrody zaplonowej znalazlo sie¢ na wy-
soko$ei lub nieco ponizej gérnego zwoju wzbud-
nika 2, polaczonego z uziemionym zaciskiem wyj-
§ciowym generatora 9. Po nastawieniu wyma-
ganego przy zaplonie, ale zmniejszonego w. sto-
sunku do nominalnego, natezenia przeplywu ar-
gonu w przewodzie doprowadzajacym gaz 11 do
komory roboczej 1, wlgcza sie generator zasila-
jacy 9 i stopniowo podnocsi napiecie wzbudnika 2

30

35

4¢

45

50

55

60

4
do wartosci, przy ktoérej naétapi zaplon. W tym
momencie wycofuje sie energicznym ruchem elek-
trode zaplonowa 3 z komory roboczej 1 i usta-
wia przeplyw gazu na warto§é nominalng.

Na fig. 3 rysunku przedstawiony jest schemat
urz'qdzenia do stosowania sposobu wedlug wy-
nalazku, w ktérym po zaplonie nastepuje auto-
matycznie zwiekszenie natezenia przeplywu gazu

-przez plazmotron 10 do wartoSci nominalnej.

W tym celu do instalacji zasilania gazu wpro-
wadzono dodatkowy pojemnik gazu 15 i elek-
tromagnetyczny zawér gazowy 14, sterowany za
posrednictwem przekazZnika 13 -pradem anodo-
wym I, generatora 9. Poczatkowy, - zmniejszony
w stosunku do nominalnego przeplyw argonu
uzyskuje sie z pojemnika gazu 12. W momencie

‘_zaplom_,lu nastepuje wzrost pradu anodowego I,

generatora 9, co powoduje zadzialanie przekaz-
nika elektromagnetycznego 13 i zamkniecie sty-
ku w obwodzie zasilania cewki elektromagnetycz-
nego zaworu gazowego 14. Zawér 14 ulega ot-
warciu i -z pojemnika 15 doprowadzona zostaje
do plazmotronu 10 dodatkowa ilo§¢é gazu po-
trzebna do osiggniecia - przeplywu nominalnego.
Do nastawiania natezenia przeplywu argonu pod-
czas zaplonu oraz natezenia nominalnego, stuzg
rédilkforif g'azowe 16 i 17 oraz rotametr 18.

Wynalazek pozwala na uzyskiwanie zaplonu
przy amperozwojach wzbudnika, zmniejszonych o
co najmniej 30°% w stosunku do wartoséci, jaka
jest potrzebna do zaptonu sposobem konwencjo-
nalnym. Moc poczgtkowa plazmy ulega odpowied-
nio obnizeniu o ok. 50%. Niebezpieczenstwo usz-
kodzenia komory roboczej podczas zaptonu ulega
w tych warunkach znacznemu zmniejszeniu, a
dzieki urzadzeniu z ukladem pozwalajagcym na
bezzwloczne zwiekszenie natezenia przeplywu ga-
zu po zaplonie, co uzyskano przez wlaczenie w
obwéd anodowy generatora zasilajgcego wzbud-
nik, przekaznika sterujgcego zasilaniem cewki
elektromagnetycznego zaworu gazowego — zosta-
je zredukowane do praktycznego minimum. Po-
niewaz jednocze$nie ulega skréceniu czas zaplo-
nu, elektroda nie nagrzewa sie do zbyt wysokiej
temperatury i zanieczyszczenia komory roboczej
materialem elektrody sg niedostrzegalne.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb zaplonu plazmotronu indukcyjnego
przy zmniejszonym w stosunku do nominalnego
przeplywie gazu przez komore roboczg, polega-
jacy na wprowadzeniu od strony wylotu do je-
go komory roboczej elektrody zaplonowej, na-
grzewanej indukcyjnie do wysokiej temperatury
w polu elektromagnetycznym wzbudnika, zna-
mienny tym, ze elektrode zaplonowa (3) podiacza
sie do Zrédia napiecia wielkiej czestotliwosei (9),
z ktérego zasilany jest Wzbudnik (2), przez co
wytwarza si¢ miedzy elektroda zaplonowag (3) i
wzbudnikiem (2) pole elektryczne wielkiej cze-
stotliwo$ci 0 zageszczeniu linii pola wystepujacym
w poblizu stozkowego zakonczenia elektrody za-
plonowej (3).
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2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze stosuje sie elektrode zaplonowsg (3) zawiera-
jaca ostone (4), za pomoca ktérej zapobiega sig
zasysaniu powietrza atmosferycznego do komeoery
roboczej (1) plazmotronu (10) podczas zaplonu.

3. Urzadzenie do stosowania tego sposobu we-
dlug =zastrz. 1—2, zawierajgce wuklad sterowa-

6

nia przeplywu gazu roboczego, znamienne tym,
ze przekaznik (13) do sterowania zasilania cewki
zaworu elektromagnetycznego (14), zwiekszajgce-
go przeplyw gazu przez komore roboczg (1) plaz-
motronu (10) w momencie jego zaplonu, wia-
czony jest w obwdd anodowy generatora (9), za-
silajacego wzbudnik (2).
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